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Die Erfindung betritft eine Vorrichtung zur anaeroben Behandlung von organischen Substraten, mit
einem Reaktor, in den eine Zutuhrleitung fiir das Substrat miindet und von dem eine Abfuhrleitung fiir das
behandelte Substrat abgeht, wobei im Reaktor ein stehender Innenzylinder angeordnet ist, der eine einen
Raum zwischen der BehilterauBenwand und dem Innenzylinder abdeckende dichte Zwischendecke durch-
setzt, welcher Innenzylinder mit seinem oberen, offenen Rand in eine in einem Raum zwischen der
Zwischendecke und der AbschiuBdecke des Reaktors angeordnete Siphonglocke hineinragt und bodenseitig
mit einem Raum oberhalb der Bodenplatte des Reaktors in Verbindung steht, wobei in dem Reaktor ein
Abzug angeordnet ist, an den eine Ablaufleitung angeschlossen ist, und der Raum unterhalb der Zwischen-
decke und der Raum oberhalb der Zwischendecke iiber mindestens eine, bevorzugt die Zwischendecke
durchsetzende Verbindungsleitung verbunden sind, wobei in die Siphongiocke eine Gasleitung, zur Zulei-
tung von Gas in die Siphonglocke und zur Ableitung von Gas aus der Siphonglocke in einen Gasdom,
miindet, dessen Decke hoher liegt als das Niveau des Abzuges in dem Raum oberhalb der Zwischendecke,
welcher Gasdom eine weitere gesonderte Gasentnahmeleitung besitzt.

Eine derartige Vorrichtung dient zur anaeroben Behandlung von organischen Substraten, die in fester
oder gelSster Form vorliegen kdnnen, wobei die Reaktionsprodukte (z.B. CH,, CO,, Biomasse) gesammelt
und dann ausgetragen werden.

Eine Vorrichtung der einleitend genannten Art ist aus der EP-B-0 153 299 bekannt. Durch diese
Vorrichtung ist es m&glich, Stérungen im anaeroben Abbau, wie sie oft durch anorganische Substanzen im
ankommenden Substrat bedingt sind, oder Schédigungen der Biomasse zu vermeiden.

Obwonhl diese bekannte Vorrichtung in der Regel beim Betrieb zufriedenstellende Ergebnisse gewihrlei-
stet, ist es mdglich, daB es in Abhangigkeit von dem zu behandelnden Substrat und von unglnstigen
Betriebsbedingungen, wie beispielsweise bei einer starken Schaumbildung oder bei der Bildung von
Schwimmschlammdecken, zu Stdrungen beim Betrieb soicher Anlagen kommen kann. Ziel der vorliegen-
den Erfindung ist daher eine Weiterentwicklung dieser bekannten Vorrichtung, um gegebenenfalls auftreten-
de StSrungen vermeiden und eine erhdhte Betriebssicherheit gewdbhrleisten zu kénnen.

Dieses Ziel wird erfindungsgem4B mit Hilfe siner Vorrichtung der eingangs genannten Art erreicht, die
sich dadurch auszeichnet, da8 der Abzug siphonfrei ausgefiihrt ist und die Gasleitung zur Zuleitung und
Ableitung von Gas iUber einen Wegeschalter mit einer Gaszufuhrieitung, zur externen Zufuhr von Gas,
verbindbar ist.

Diese Weiterentwicklung der aus der EP-B-0 153 299 bekannten Vorrichtung besitzt die nachfolgenden
Vorteile.

Durch die neuen Merkmale der erfindungsgeméBen Vorrichtung kommt es beispielsweise bei dem der
Beschickung folgenden Mischvorgang am Beginn des anaeroben Abbaus zu siner wesentlichen Druckentla-
stung der ReaktorabschluBdecke, was eine erhdhte Betriebssicherheit und eine Kostenersparnis beim Bau
der Anlage mit sich bringt.

Bei der technikbekannten Vorrichtung besteht die Mbglichkeit, da8 die aus dem Gasdom flihrende
Gasentnahmeleitung beim Mischvorgang durch vom Gas mitgerissenes Material verstopft wird, was einen
Uberdruck im Reaktorinneren und aufgrund dessen ein Aktivieren der Sicherheitseinrichtungen zur Foige
hat. Bei einer Verstopfung der aus dem Gasdom fihrenden Gasentnahmeleitung kénnte darliberhinaus das
in der Verbindungsleitung zwischen der Gasentnahmeleitung und der Verbindungsleitung zwischen Gasdom
und Siphonglocke angeordnete Geblise aus dem Gasspeicher kein Gas fur den EinpreBvorgang in die
Siphonglocke und den Hauptreaktionsraum fSrdemn. Eine ersatzweise FOrderung des Gases aus der
Nachkldrkammer erzeugt jedoch einen Unterdruck, welcher wiederum ein Aktivieren der Sicherheitseinrich-
tungen bewirkt. Darliber hinaus k&nnte das vorstehend genannte Gebldse durch ein Verstopfen der
Saugseite selbst beschidigt werden. Die Gefahr einer derartigen Verstopfung besteht insbesondere dann,
wenn es aufgrund unglinstiger Betriebsbedingungen zu einer Schaumbildung oder zu einer Bildung von
Schwimmschlammdecken kommt. Durch die erfindungsgemdBe Anordnung und Ausfihrung der entspre-
chenden Leitungen wird diese Gefahr nunmehr beseitigt, da die Gasentnahmeleitung aus dem Gasdom,
welche zu irgendeinem der technikbekannten Gas- oder kombinierten Gas/Schiammspeicher fiihrt, nunmehr
direkt in diese Speicher miindet und keine Verbindung zwischen Gasdom und Nachklirkammer besteht.
Die Gefahr des Entstehens eines Unterdruckes in der Nachkldrkammer wird durch den md&glichen
Druckausgleich {iber die an den Abzug angeschlossene Ablaufleitung ebenfalls beseitigt.

Durch die siphonfreie Ausfiihrung der an den Abzug angeschlossenen Ablaufleitung kann diese eine
weitere Doppelfunktion austben und in Abhingigkeit vom Druck und dem Substratspiegel sowoh! zum
Abtransport des Substrates als auch zum Abtransport des sich in der Nachkldrkammer bildenden Gases zu
einem Speicher der vorgenannten Art dienen, wodurch Gas und Substrat gleichzeitg oder nacheinander
abtransportiert werden k&nnen, was zu einer erheblichen Verminderung der Verstopfungsgefahr durch die
erfolgende Pfropfenstrémung fihrt.
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In weiteren bevorzugten Ausgestaltungsformen der erfindungsgeméaBen Vorrichtung ist der Gasdom von
der Zwischendecke ausgehend angeordnet und die Gasentnahmeleitung befindet sich an der h&chsten
Stelle des Gasdomes. In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltungsform handelt es sich bei dem Wege-
schalter um ein Dreiwegeventil. In einer dritten bevorzugten Austiihrungsform ist entsprechend der technik-
bekannten Vorrichtung im Raum oberhalb der Bodenplatte mindestens eine durchidssige Zwischendecke
angeordnet. Diese letztgenannte Ausflhrungsform ist insbesondere zur Reinigung von Abwasser geeignet.

Es wird den Fachieuten dariiber hinaus kiar sein. daB die erfindungsgemiBe Vorrichtung weitere
zusétzliche Merkmale enthalten kann, wie sie beispielsweise in der technikbekannten Vorrichtung fakultativ
verwirklicht sind.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Zeichnungen niher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Langsschnitt durch ein Ausfihrungsbeispiel eines erfindungsgem#Ben Reaktors, wobei
unmittelbar auBerhalb der medianen Schnittebene befindliche Details in dieselbe projiziert wurden.

Fig. 2 eine Draufsicht bei abgehoben gedachter Decke des Reaktors.

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie lli-Ill in Fig. 1.

Der Reaktor weist eine zylindrische BehélterauBenwand 1, eine ebene Bodenplatte 2 und eine ebenfalls
ebene AbschluBdecke 3 auf.

Das zu behandelnde Substrat gelangt, nachdem es auf die nétige Betriebstemperatur gebracht wurde,
Uber eine Zulaufleitung 12 in sine durch einen innenzylinder 7 vom iibrigen Reaktor abgetrennte Pufferzone
14. Das in dieser Pufferzone 14 befindliche Substrat wird nach unten gegen die Bodenplatte 2 verdréngt
und gelangt so in den unteren Teil des Reaktors. Bei dem Einmischvorgang gelangt das in der Pufferzone
14 verwsilende, neu dazugekommene Substrat in den unteren Reaktorteil und verdringt aus diesem die
aliquote Menge. In den Reaktionsraum 19 minden Verbindungsleitungen 21, ber weiche das Substrat aus
dem Reaktionsraum 19 in eine durch einen Verteilungszylinder 11 begrenzte Verteilungskammer 50
gelangt. Die Verteilungskammer 50 bildet sinen Teil einer Nachkldrkammer 49, die vom Reaktionsraum 19
durch eine dichte Zwischendecke 8 getrennt ist, die sich von der Beh&lterauBenwand 1 zum Innenzylinder 7
erstreckt. Die Verteilungskammer 50 steht {iber bodenseitige Durchlidsse 26 mit der Nachkidrkammer 49 in
Verbindung, so daB das der Verteilungskammer 50 zugefiihrte Substrat in den eigentlichen Nachkldrraum
49 strdmen kann. Hier findet nun eine Sedimentation statt. Das von Sinkstoffen befreite Substrat wird in
einer in der Nachkldrkammer 49 angeordneten Uberlaufrinne 35 gesammelt und verldBt Uber eine von der
Uberlaufrinne 35 abgehende Ablauflsitung 39 den Reaktor. Der mit Sinkstoffen angereicherte, in der
Nachkidrkammer 49 noch vorhandene Teil wird, in noch zu beschreibender Weise, in die Pufferzone 14
2urlickgefiihrt und gelangt somit nochmals in den Kreislauf.

In der Bodenplatte 2 ist ein Pumpensumpf 4 angeordnet, in dem Grobteile gesammelt und zusammen
mit dem UberschuBschiamm sowie den nicht abbaubaren Bestandteilen (iber einen Grundabla8 40 aus dem
Reaktor entfernt werden.

Am bodenseitigen Ende des Innenzylinders 7 befinden sich auBerhalb des Innenzylinders 7 nach oben
abgedeckte Verteilungsfiligel 6, die dazu dienen, die in der Pufferzone 14 gespeicherte Substratmenge
beim noch zu beschreibenden Einmischvorgang méglichst gleichm&Big einzumischen. Ein Verteilungskegel
5 auf der Bodenplatte 2 dient dazu, eine stromungstechnisch giinstige Umleitung der im Innenzylinder 7
senkrechten Strémung in eine horizontale Strémung zu erreichen. Durch eine allmihliche Querschnittsein-
engung im Durchgang zwischen der Abdeckung der Verteilungsfiligel 6 und dem Venteilungskegel 5 bzw.
der Bodenplatte 2 wird ein Diiseneffekt erzielt, der einerseits eine Aufwirbelung des Grundschlammes und
anderseits eine Rotationsbewegung im Verteilungsraum sicherstellt. Grobteile werden dabei alimahlich,
&hnlich wie Geschiebe in Flussen, auf der Bodenplatte 2 weiterbewegt, bis sie zum vertisft angeordneten
Pumpensumpf 4 gelangen und von dort dann Uber den Grundabla8 40 mit dem UberschuBschiamm aus
dem Reaktor entfernt werden k&nnen. Anzahl, Form, Verhalten und Beschaffenheit der festen Inhaltsstoffe
im Substrat sind bei der Formgebung und Anordnung der Verteilungsfligel 6 zu beriicksichtigen.

Die obere C')ffnung des Innenzylinders 7 ist durch eine Siphonglocke 10 abgedeckt, die sich mit ihrem
seitlichen Mantel in den Raum zwischen der dichten Zwischendecke 8 und dem Zylindermantel 7 hinein
erstreckt. Die dichte Zwischendecke 8 besitzt hiebei einen vertikalen Wandteil, der Uber einen horizontalen
Bodenteil mit dem Mantel des Innenzylinders 7 verbunden ist. Von der Siphonglocke 10 fiihrt eine
Gasverbindungsleitung 27 in den Gasraum eines Gasdomes 9, der von der dichten Zwischendecke 8
ausgeht. In die Gasverbindungsleitung 27 ist ein Dreiwegeventil 28 eingebaut.

Eine Gasabgangsleitung 51 fihrt aus dem Gasraum 46 unter der Siphonglocke 10 in den Gasraum 47
des Reaktionsraumes 19. Das in dem Gasraum 46 befindliche Ende der Gasabgangsleitung 51 ist mit einer
Erweiterung 68 versehen. Aus dem Gasraum 47 des Reaktionsraumes 19 fiihrt eine Gasabgangsleitung 23
in die Verteilungskammer 50 und miindet dort in ein vertikales Rohr 25, das bodenseitig und deckelseitig
nach Art einer Hiilse offen ist, so daB bei Gasdurchtritt durch die Gasabgangsleitung 23 im Rohr 25 eine
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Heberwirkung (Mammutheber) entsteht. Die Gasabgangsleitung 23 ist an ihrem in den Gasraum 47 des
Reaktionsraumes 19 miindenden Ende mit einer Rohrerweiterung 24 versehen.

Die Zulaufleitung 12 ist mit einer Bellftung 13 versehen, um ein Aussaugen des Reaktors zu
vermeiden, wenn sich in der Zulaufleitung 12 ein Unterdruck einstellt.

Im Reaktionsraum 19 sind Gasfallen 20 angeordnet, um das im Reaktionsraum 19 sich bildende Gas an
einem Eintritt in die Verbindungsleitung 21 zwischen Reaktionsraum 19 und Verteilungskammern 50 zu
hindern. Die Gasfallen 20 kénnen auch als Ring 20', der sich von dem vertikalen Wandungsteil der
Zwischendecke 8, insbesondere abfallend gegen die BehilterauBenwand 1 erstreckt, ausgebildet sein. Der
der BehélterauBenwand 1 zugekehrte Rand des Ringes 20" endet im Abstand von der BehilterauBenwand
1. Zusitzlich kann noch ein weiterer Ring 20’ vorgesehen sein, dessen Innenrand unterhalb des erstgenann-
ten Ringes 20' angeordnet ist und sich von der BehilterauBenwand 1 gegen den Innenzylinder 7 erstreckt,
waobei zwischen den freien Réandern der Ringe 20" ein DurchlaB freigehalten ist.

In einer weiteren Ausfiihrungsform der erfindungsgemaBen Vorrichtung kénnen im Reaktionsraum 19 in
einer aus der EP-B-0 153 299 bekannten Weise eine oder mehrere durchidssige Zwischendecken angeord-
net sein. Derartige Vorrichtungen sind insbesondere fiir die Behandlung von lberwiegend geldste Stoffe
enthaltenden wéBrigen Substraten geeignet.

Mit 41-45 sind verschiedene sich im Reaktor in verschiedenen Phasen des Verfahrensablaufes einstel-
lende FlUssigkeitsspiegel bezeichnet, wobsei auf diese einzelnen Phasen des Verfahrens noch einzugehen
sein wird. :

Zur Veranschaulichung des Verfahrensablaufes wird von einem beliebigen Zustand ausgegangen. Es
sei daher angenommen, daB ein Einmischvorgang eben abgeschiossen wurde und sich ein FlUssigkeits-
spiegel 42 in der Nachkldrkammer 49, dem Reaktionsraum 19 und der Verteilungskammer 50 eingestelit
hat. Im Gasdom 9, dem Gasraum 48, der Nachklirkammer 49 und dem Reaktionsraum 19 herrscht dabei
der gleiche Gasdruck. Der Gasraum 46 ist mit Substrat geflllt. Bedingt durch den Stand des Fliissigksits-
spiegels 42 findet kein Ablauf durch die Ablaufieitung 35 statt. Vorlibergehend wird erforderlichenfalls auch
der Zulauf Uber die Zulaufleitung 12 abgestellt. Nun wird die vom Mischvorgang her gedffnete Gasabsperr-
klappe 32 geschlossen, das DruckerhShungsgeblise 29 in Betrieb genommen und das Dreiwegventil 28 in
Stellung | gebracht, in der der Weg vom Druckerh8hungsgeblidse 29 her sowohl zum Gasdom 9 als auch
zur Siphonglocke 10 freigegeben ist. Das nunmehr Uber den Gasdom 9 in den Reaktionsraum 19 gepreste
Gas verdrdngt nun den volumsaliquoten Teil des dort befindlichen Substrates liber die Pufferzone 14 in die
Nachkldrkammer 49. Die Titigkeit des DruckerhShungsgebléses 29 wird durch die Gasentwicklung im
Reaktionsraum 19 unterstitzt, da sich das im Reaktionsraum 19 entstehende Gas ja ebenfalls an der
undurchldssigen Zwischendecke 8 sammeit. Der Flussigkeitsspiegel 42 steigt in der Nachklirkammer 49 in
Richtung Flissigkeitsspiegel 43 und sinkt im Reaktionsraum 19 in Richtung auf den Flissigkeitsspiegel 41.
Dabei beginnt sich in der Siphonglocke 10 ein Gasraum auszubilden. Um die VergréBerung dieses
Gasraumes zu fordern, wird nach einer bestimmten vorgegebenen Zeit das Dreiwegventil 28 in Stellung Il
gebracht, d.h. so gedndert, daB der gesamte Gasstrom nun Uber die Verbindungsleitung 27 in die
Siphonglocke 10 strémt. Diese Gaszufuhr wird so lange beibehalten, bis der Fiiissigkeitsspiegel unter den
oberen Rand des Innenzylinders 7 sinkt. Dadurch wird die Kommunizierung zwischen der Pufferzone 14
und der Nachkldrkammer 489 unterbrochen, so daB kein Substrat mehr aus der Pufferzone 14 in die
Nachkldrkammer 49 verdrdngt werden kann. Dadurch kann Substrat nur mehr Uber die Verbindungsleitung
21 aus dem Reaktionsraum 19 in die Verteilungskammer 50 und Uber die Durchidsse 26 in die Nachklir-
kammer 49 verdrdngt werden. Nun kann auch der Zulauf wieder in Betrieb genommen werden. Eine
KurzschluBstrdmung zum Ablauf ist nicht mehr mdglich. Sobald dieser Zustand erreicht ist, kann das
Druckerh&hungsgebidse 29 auBer Betrieb 'gesetzt werden. Die Gasbildung und damit das Entstehen von
Druck im Reaktionsraum 19 und in der Siphonglocke 10 wird dadurch nicht beeinfluBt. Die Uber den
Schwimmer steuerbare Offnung 22 schlieBt, nachdem der steigende Flussigkeitsspiege! 42 das Niveau des
Schwimmers Uberschreitet. Ein Flissigkeitsaustritt ist dann nur mehr Uber die obere Offnung der Verbin-
dungsleitung 21 mdglich. Diese Offnung liegt hdher als das Uberlaufniveau der Uberlaufrinne 35, um durch
die Wirkung des aus der Offnung austretenden Substrates, das auf den Flussigkeitsspiegel 43 fillt, die
Schlammfiocken von den an ihnen haftenden Gasblasen zu befreien, so daB die Schiammflocken absinken.

In der Siphonglocke 10 stellen sich unterschiedliche Flissigkeitsspiegel 44 und 45 ein, sobald der
Flussigkeitsstand unter den oberen Rand des Innenzylinders 7 abgesunken ist. Um ein Absinken des
FlUssigkeitsspiegels 45 unter den unteren Rand der Siphonglocke 10 zu verhindern und damit zu
vermeiden, daB ein Gasiibertritt aus der Siphonglocke 10 in die Nachkldrkammer 49 erfolgt, ist oberhalb
des unteren Randes der Siphonglocke 10 die ijfnung der Erweiterung 68 der Gasabgangsleitung 51
angeordnet. Sobald der im Reaktionsraum 19 sinkende Fltssigkeitsspiegel das Niveau 41 erreicht, strémt
Gas aus dem Gasraum 47 des Reaktionsraumes 19 Uber die Gasabgangsleitung 23 in die Verteilungskam-
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mer 50. Durch die hiebei auftretende Mammutheberwirkung des Rohres 25 erfolgt eine Durchmischung in
der Verteilungskammer 50, wodurch der Schwimmdeckenausbildung entgegengewirkt wird. Nun kann das
Dreiwegventil 28 in die Stellung | zurlickbewegt werden, womit der Gasraum 46 in der Siphonglocke 10 mit
dem Gasdom 9 wieder verbunden ist.

Sobald in der Nachklirkammer 49 der hdchste Flussigkeitsspiegel 43 erreicht ist, wird die hier
zustrdmende Menge Uber die Uberlaufrinne 35 der Ablaufieitung zugeflihrt und verldBt den Reaktor. Die
ablaufende Menge ist gleich der Zulaufmenge, vermehrt um die der Gasproduktion im Reaktionsraum 19
entsprechende Menge. Sobald im Reaktionsraum 19 der Fllssigkeitsspiegel 41 erreicht ist, entsprechen die
in den einzelnen Funktionsrdumen verdréngten Mengen der Zulaufmenge und somit auch der Ablaufmenge.

Der néchste Vorgang ist nun die Einmischung des neu zugefiihrten, in der Pufferzone 14 befindlichen
Substrates in den unteren Teil des Reaktors. Hiezu wird die Gasabsperrklappe 32 gedffnet. In den nun
verbundenen Gasrdumen des Reaktionsraumes 19 sowie dem Gasraum 46 unter der Siphonglocke 10 mit
dem maximalen Spiegslunterschied entsprechenden hheren Gasdruck kommt es zum Druckausgleich. Die
Fiussigkeitsspiegel 44 und 45, die sich unter dem erhdhten Gasdruck eingestellt hatten, beginnen sich zu
heben, bis der Raum unter der Siphonglocke 10 mit Substrat gefllit ist. Nun ist wieder eine Verbindung
zwischen der Nachkldrkammer 49, der Pufferzone 14 und dem Reaktionsraum 19 hergestellt. Das zwischen
den Flissigkeitsspiegeln 42 und 43 sich ergebende Flussigkeitsvolumen, mengenmiBig dem Gasvolumen
47 entsprechend, kann nun durch den Innenzylinder 7 iber die Verteilungsfilige! 6 in den Reaktionsraum 19
gelangen. Das Gas aus dem Gasraum 47 wird dabsi in den Gasspeicher verlagert. Dabei stellt sich der
Flussigkeitsspiege! 42 wieder ein, und nach SchlieBen der Gasabsperrklappe 32 beginnt der bereits
beschriebene Verfahrensablauf von neuem.

Die zu behandelnden Substrate kénnen sowohl solche mit Uberwiegend gelSsten organischen Bestand-
teilen als auch solche mit liberwiegend festen organischen Bestandteilen sein.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur anaeroben Behandiung von organischen Substraten, mit einem Reaktor, in den eine
Zufuhrieitung flir das Substrat mindet und von dem eine Abfuhrleitung fUr das behandelte Substrat
abgeht, -wobei im Reaktor ein stehender Innenzylinder (7) angeordnet ist, der eine einen Raum
zwischen der BehaiterauBenwand (1) und dem Innenzylinder (7) abdeckende dichte Zwischendecke (8)
durchsetzt, welcher Innenzylinder (7) mit seinem oberen, offenen Rand in eine in einem Raum
zwischen der Zwischendecke (8) und der AbschiuBdecke (3) des Reaktors angeordnete Siphonglocke
(10) hineinragt und bodenseitig mit einem Raum oberhalb der Bodenplatte (2) des Reaktors in
Verbindung steht, wobei in dem Reaktor ein Abzug (35) angeordnet ist, an den eine Ablaufleitung (39)
angeschlossen ist, und der Raum unterhalb der Zwischendecke (8) und der Raumn oberhalb der
Zwischendecke (8) Uber mindestens eine, bevorzugt die Zwischendecke (8) durchsetzende Verbin-
dungsleitung (21) verbunden sind, wobei in die Siphonglocke (10) eine Gasleitung (27), zur Zuleitung
von Gas in die Siphonglocke (10) und zur Ableitung von Gas aus der Siphonglocke (10) in einen
Gasdom (9), miindet, dessen Decke hdher liegt als das Niveau des Abzuges (35) in dem Raum
oberhaib der Zwischendecke (8), welcher Gasdom eine weitere gesonderte Gasentnahmeleitung (32)
besitzt, dadurch gekennzeichnet, daB8 der Abzug (35) siphonfrei ausgefiihrt ist und die Gasleitung
(27) Uber einen Wegeschalter (28) mit einer Gaszufuhrleitung (31), zur externen Zufuhr von Gas,
verbindbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8 der Gasdom (9) von der Zwischendecke
ausgehend angeordnet ist und sich die Gasentnahmeleitung (32) an der hochsten Stelle des Gasdomes
(9) befindet.

3. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da8 es sich bei dem
Wegeschalter (28) um ein Dreiwegeventil handelt.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB8 in dem Raum
oberhalb der Bodenplatte (2) mindestens eine durchldssige Zwischendecke angeordnet ist.

Hiezu 2 Blatt Zeichnungen
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